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浸出水処理施設の維持管理について
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不法投棄現場浸出水等処理フロー図

不 法 投 棄 現 場 水 処 理 施 設

ヒューム管浸出水

貯 留 孔 ＶＯＣ原水槽 浸出水貯留池 原 水 槽
（沈砂槽）

現 場 内 浸 出 水

凝集沈殿設備 生物処理設備 凝集膜ろ過設備

第二中和槽 化学的分解設備 活性炭設備

金属キレート設備 放 流 水 槽

※ は、水質観測箇所
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浸 出 水 水 質

項 目 ヒューム管（ア－３）水質 現 場 貯 留 孔 水 質 参 考 （水処理施設原水水質）

調査年月日 単 位 平成１４年５月８日～平成１６年１２月１日 平成１７年５月２５日 平成１７年８月３日 平成１７年１０月５日 平成１７年１０月５日 平成１７年１０月５日 平成１７年９月５日 備 考

カドミウム ㎎ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ ＜０．０１/L
シアン ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．１ ＜０．１/L
有機りん ㎎ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１/L
鉛 ㎎ ０．０１３～０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００２ ０．００２ ＜０．０１ ＜０．０１/L
六価クロム ㎎ ＜０．０２ ＜０．０５ ＜０．０５/L
ヒ素 ㎎ ０．００４～＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ０．００５ ＜０．０１ ＜０．０１/L
水銀 ㎎ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５/L
アルキル水銀 ㎎ ＜０．０００５ 不検出 不検出/L
ＰＣＢ ㎎ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５/L
トリクロロエチレン ㎎ ０．０３４～０．００８ ０．０１５ ０．００７ ０．００７ ０．０７６ ＜０．０３ ＜０．０３/L
テトラクロロエチレン ㎎ ０．０１３～０．００３３ ０．００５６ ０．００２１ ０．００３６ ０．０１３ ＜０．０１ ＜０．０１/L
ジクロロメタン ㎎ １．４～０．３４ ０．７６ ０．３６ ０．２２ ０．００８ ＜０．０２ ＜０．０２/L
四塩化炭素 ㎎ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ＜０．００２ ＜０．００２/L

ジクロロエタン ㎎ ０．０４９～０．０１１ ０．０２８ ０．０１５ ０．０３０ ０．０２８ ＜０．００４ ＜０．００４1,2- /L
ジクロロエチレン ㎎ ０．０１８～＜０．００１ ０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ０．００１ ＜０．０２ ＜０．０２1,1- /L

シス ジクロロエチレン ㎎ ０．１１～０．０２２ ０．０６４ ０．０４１ ０．０８１ ０．３１ ＜０．０４ ＜０．０４-1,2- /L
トリクロロエタン ㎎ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ０．０１１ ＜０．３ ＜０．３1,1,1- /L
トリクロロエタン ㎎ ０．０００４～＜０．０００１ ０．０００４ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ０．０００２ ＜０．００６ ＜０．００６1,1,2- /L

ジクロロプロペン ㎎ ０．００１０～＜０．０００１ ０．０００２ ＜０．０００１ ０．０００４ ＜０．０００１ ＜０．００２ ＜０．００２1,3- /L
チウラム ㎎ ＜０．０００５ ＜０．００６ ＜０．００６/L
シマジン ㎎ ＜０．０００１ ＜０．０００１ ＜０．００３ ＜０．００３/L
チオベンカルブ ㎎ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０２ ＜０．０２/L
ベンゼン ㎎ ０．４６～０．１５ ０．２９ ０．２８ ０．４５ ０．２１ ＜０．０１ ＜０．０１/L
セレン ㎎ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．００１ ＜０．０１ ＜０．０１/L
フッ素 ㎎ ０．７４～０．３３ ０．５８ ０．４９ ０．６０ ＜０．１５ ０．４ ０．５/L
ホウ素 ㎎ ２２～５ ８．６ ２１ ２４ １．５ １．２ １．２/L
ダイオキシン類 ５．６～０．１１ ０．８８ １．３ ０．１４ ０．８６pg-TEQ/L
エチルベンゼン ㎎ ３．２～１．３ ２．７ ４．０ ３．１ ０．１０/L
トルエン ㎎ ７．９～２．０ ５．４ ４．５ ８．１ ０．４０/L
キシレン ㎎ ２．４～１．３ ２．０ ２．２ ２．３ ０．０７８/L
ｐＨ ㎎ ６．９ ７．１ ７．１ ６．８ ７．８ ７．８/L
硝酸性窒素 ㎎ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ０．６ ２．７/L
亜硝酸性窒素 ㎎ ０．０１０ ＜０．００５ ０．００７ ＜０．００５ ２９ ２３/L
ＢＯＤ ㎎ ４２００～１５００ １６００ ３１００ ５０００ １５０ ９．３ １３/L
ＣＯＤ ㎎ １１００～２８０ ５００ ６９０ １０００ ７０ ４０ ５０/L
ＳＳ ㎎ １３０～４８ ５２ １２０ ８０ ６２ ５ ５/L
全窒素 ㎎ ２３０～６９ １００ １９０ ２３０ ６１ ３４ ３７/L
全リン ㎎ ７１～１８ ２９ ４８ ８１ １．４ ０．７３ １．９/L
塩化物イオン ㎎ ２６００～４６０ ６７０ １２００ ２０００ ５５０/L
電気伝導度 μ ㎝ １００００～２４００ ３３００ ６６００ ９９００ ２４００s/
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水処理施設における浸出水の処理状況

項 目 水処理施設原水水質 水処理施設放流水水質 水処理施設原水水質 水処理施設放流水水質 水処理施設原水水質 膜 ろ 過 水 水 質 水処理施設放流水水質 〈参 考〉

調査年月日 単 位 ＶＯＣ原水槽・沈砂槽 （サンプリングタンク） ＶＯＣ原水槽・沈砂槽 （サンプリングタンク） ＶＯＣ原水槽・沈砂槽 （第 二 中 和 槽） （サンプリングタンク） 計画処理水質（ ） （ ） （ ）

平成１７年８月３日 平成１７年９月５日 平成１７年１０月５日

カドミウム ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
シアン ㎎ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ １以下/L
有機りん ㎎ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ ＜０．１ １以下/L
鉛 ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
六価クロム ㎎ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ０．５以下/L
ヒ素 ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
水銀 ㎎ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ０．００５以下/L
アルキル水銀 ㎎ 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出/L
ＰＣＢ ㎎ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ＜０．０００５ ０．００３以下/L
トリクロロエチレン ㎎ ＜０．０３ ＜０．０３ ＜０．０３ ＜０．０３ ＜０．０３ ＜０．０３ ＜０．０３ ０．３以下/L
テトラクロロエチレン ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
ジクロロメタン ㎎ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ０．２以下/L
四塩化炭素 ㎎ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ０．０２以下/L

ジクロロエタン ㎎ ０．０１０ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ＜０．００４ ０．０４以下1,2- /L
ジクロロエチレン ㎎ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ０．２以下1,1- /L

シス ジクロロエチレン ㎎ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ＜０．０４ ０．４以下-1,2- /L
トリクロロエタン ㎎ ＜０．３ ＜０．３ ＜０．３ ＜０．３ ＜０．３ ＜０．３ ＜０．３ ３以下1,1,1- /L
トリクロロエタン ㎎ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ０．０６以下1,1,2- /L

ジクロロプロペン ㎎ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ＜０．００２ ０．０２以下1,3- /L
チウラム ㎎ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ＜０．００６ ０．０６以下/L
シマジン ㎎ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ＜０．００３ ０．０３以下/L
チオベンカルブ ㎎ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ＜０．０２ ０．２以下/L
ベンゼン ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
セレン ㎎ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ０．１以下/L
フッ素 ㎎ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５ ０．４ ０．５ ０．４ ８以下/L
ホウ素 ㎎ １．０ ０．８２ １．２ １．２ １．２ １．１ １．１ １０以下/L
ダイオキシン類 ３．３ ０．０００１ ０．８６ ０．０００６ ０．１４ ０．０００２ ０．０００２１ １以下pg-TEQ/L

/Lエチルベンゼン ㎎

/Lトルエン ㎎

/Lキシレン ㎎

ｐＨ ㎎ ７．９ ７．５ ７．８ ７．６ ７．８ ７．０ ７．１ ６．０～８．０/L
硝酸性窒素 ㎎ １．６ ＜０．１ ２．７ ＜０．１ ０．６ ＜０．１ ＜０．１/L
亜硝酸性窒素 ㎎ ３．５ １．４ ２３ ７．３ ２９ ８．３ ７．５/L
ＢＯＤ ㎎ ５９ ＜０．５ １３ ＜０．５ ９．３ ＜０．５ ＜０．５ ６０以下/L
ＣＯＤ ㎎ ５７ ５．３ ５０ ２０ ４０ １９ ６．６ ９０以下/L
ＳＳ ㎎ ２２ ＜１ ５ ＜１ ５ ＜１ ＜１ １０以下/L
全窒素 ㎎ ３５ ２．０ ３７ ９．２ ３４ １０．０ ９．２ ６０以下/L
全リン ㎎ １．４ ０．１４ １．９ ０．３３ ０．７３ ０．１４ ０．１０ ８以下/L

/L塩化物イオン ㎎

電気伝導度 μ ㎝s/
※ 原水は、ＶＯＣ関係がＶＯＣ処理設備の中のＶＯＣ原水槽から、その他は原水設備の中の沈砂槽から採水している。

※ ９月５日の放流水水質は、凝集膜ろ過処理以降の工程をバイパスした時の水である。
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化学的分解装置の仕組み

3

膜ろ過の仕組み

浸出水を受け入れ、散気攪拌
により腐敗防止と水質・水量
の均一化を図ります

カルシウム、重金属類、
SS、硫化水素をアルカリ
性凝集沈殿処理で除去
します

有機物（BOD、COD）、窒素（T-N)を
充填材に付着した微生物の働きに
より分解除去します

SS、COD、SS性ダイオキシン類を弱酸性
凝集作用とセラミック膜ろ過の組み合わ
せにより分離除去します

残存するCOD、およびダイオキシン類を紫
外線とオゾンを併用した光化学分解により
分離除去します

残留するCODおよび
色度成分を活性炭に
より吸着除去します

残留する一般重金属
類をキレート樹脂によ
り吸着除去します

大腸菌等の滅菌・
消毒を行い、公共
水域に放流します

各設備から発生する汚泥を脱水
機により脱水し､ケーキとして搬出
します

VOCをばっ気により揮散させ、活性
炭により吸着除去します
ｐHはアルカリ性に保ち、硫化水素
ガスの発生を抑制します

      処理水量    150ｍ3/日（平均 100ｍ3/日）
      計画水質

施設処理能力

原    水 計画処理水質

水素イオン濃度(ｐＨ) （ － ） 5 .0～9 .0 6 .0～8 .0

生物化学的酸素要求量

(B O D )
（m g /L） 9 0 0 6 0以下

化学的酸素要求量(C O D ) （m g /L） 5 5 0 9 0以下

浮遊物質量(S S ) （m g /L） 2 5 0 1 0以下

全窒素(T -N ) （m g /L） 2 5 0 6 0以下

全リン(T -P ) （m g /L） 1 0 0 8以下

ダイオキシン類 （pg-T E Q /L） 4 0 1以下

水    質    項    目
計  画  水  質

電気室 中央監視室
分析室便所

廊下

ボイラ室

処理室(吹抜）

点検歩廊

脱水機室

１
階

よ
り

凝集膜ろ過
装置

化学的分解
処理装置

活性炭
吸着塔

キレート
吸着塔

排ガス処理室 ブロワ室

オゾン発生
機室

ホッパー室

灯油ポンプ室書庫

玄関・廊下

便所
管理事務室

薬品庫

倉庫

処理室

凝集膜ろ過
装置

化学的分解
処理装置

活性炭
吸着塔

キレート
吸着塔

施設配置（２F) 施設配置（１F)

２
階

へ

Ｍ Ｍ

硝化槽 再ばっ気槽

Ｍ

凝集沈殿槽

凝集槽 第一中和
・加温槽

ばっ気
ブ ロ ワ

第一
混和槽

第二
酸化槽

脱窒槽

浸出水貯留池

沈砂槽 原水pH
調整槽

Ｐ

第一
酸化槽

膜分離原水槽

Ｍ

撹拌
ブ ロ ワ

Ｐ

VOC
処理水槽

Ｐ

Ｂ

Ｍ

反応槽

汚水計量槽

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｐ

雑
排
水
槽

Ｍ

汚泥貯留槽

第一汚泥
濃縮槽へ

第二汚泥
濃縮槽へ

第二汚泥
濃縮槽へ

加温用
ボ イ ラ

原水槽

Ｍ

VOCばっ気
ブ ロ ワ

ＢVOCばっ気槽

分配槽

流入

VOC
原水槽

VOC
pH調整槽

Ｐ

膜洗浄
ブ ロ ワ

凝集膜ろ過装置

Ｍ

第二混和槽

Ｂ

Ｐ

F

屋外排気

VOC活性炭
処理装置

ＰＰＰ Ｐ

取水ピット
No.1

取水ピット
No.2

M

ＭＰ

Ｐ

化学的分解装置原水槽

バイパス

排オゾン分解
処理装置

F

ｐＨ調整槽

オゾン
発生器

化学的分解装置

Ｍ

Ｐ

Ｐ

活性炭原水槽

バイパス

屋外排気

キレート原水槽 処理水槽

放流
消毒剤

注入装置

消毒槽 放流水槽

バイパス

雑排水槽

Ｐ

活性炭吸着塔 キレート樹脂吸着塔

Ｐ Ｐ ＰＰ

第二
中和槽

Ｐ

サンプリング
タンク

ＣＯＤ

温度

ｐＨ

ＳＳ

Ｐ

EC

ｐH

EC

温度

SS

pcbt030154
放流タンク

pcbt030154
放流タンク

pcbt030154
放流タンク

pcbt030154
放流タンク

pcbt030154
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浸出水監視データ[COD・BOD]
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貯留孔水質 水処理施設原水水質 膜ろ過処理水質 放流水質

サンプリング

Ｃ
Ｏ

Ｄ
 [

m
g/

Ｌ
]
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Ｂ
Ｏ

Ｄ
 [

m
g/

Ｌ
]

平成17年８月３日 ＣＯＤ

平成17年９月５日 ＣＯＤ

平成17年10月５日 ＣＯＤ

平成17年８月３日 ＢＯＤ

平成17年９月５日 ＢＯＤ

平成17年10月５日 ＢＯＤ

ＣＯＤ計画処理水質 [90mg/Ｌ]

ＢＯＤ計画処理水質 [60mg/Ｌ]
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浸出水監視データ[SS・ダイオキシン類]
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貯留孔水質 水処理施設原水水質 膜ろ過処理水質 放流水質

サンプリング

Ｓ
Ｓ
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m
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Ｌ

]
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0.5
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2.5
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3.5

ダ
イ

オ
キ

シ
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類
 [

pg
-
T
E
Q

/
Ｌ

]

平成17年８月３日 ＳＳ

平成17年９月５日 ＳＳ

平成17年10月５日 ＳＳ

平成17年８月３日 ＤＸＮ

平成17年９月５日 ＤＸＮ

平成17年10月５日 ＤＸＮ

SS計画処理水質 [10mg/Ｌ]

DXN計画処理水質 [1pg-TEQ/Ｌ]




